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Polovodicové technologie
pro vyzkum a vyvoj:
difazni a oxidacni procesy,

A
SVCS technologie LPCVD a MOCVD
SN—

zasedaci mistnost, 2. patro, budova A2,
Fakulta strojniho inzenyrstvi, VUT v Brné, Technicka 2,
Brno

Vazeni kolegové a spolupracovnici,

dovolujeme si Vas pozvat na pracovni semindf uspofadany vramci zakazky na dodavku
vysokoteplotnich reaktort od spole¢nosti SVCS. Soucasti seminare bude diskusni workshop pro
optimalizaci designl jednotlivych reaktor( z hlediska planovanych experimentt zakladniho a
aplikovaného vyzkumu.

Registrace Gcastnik(l seminare

Zahdjeni seminare

Rekapitulace zékladnich bod( zakdzky na dodavku polovodi¢ovych technologii,
pozadavky na pfipravenost pracovisté pfi instalaci jednotlivych technologii - elektrické
a plynové rozvody, rozvody chladici vody, vzduchotechnika, rekuperace tepla, Cisté

prostory

Moznosti a specifika oxidacnich procest (suchy a mokry oxid SiO2) a proces( fosforové
a borové difuze

Moznosti a specifika LPCVD procest (SiNx, SiOxNy, HTO, LTO)

Uvod do problematiky MOCVD procesti
Typické konstrukce MOCVD reaktor( pro ,IlI-V* polovodice
Specifika MOCVD pfipravy pozadovanych vrstev (TiO2, ZnO, ZrO2, Fe203, PZT, HfO2,

BaTiO3) ve vztahu k jejich poZzadovanym vlastnostem
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